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The invention relates to an ion inplanter
(ALT) conprising an electric generator

power supply
(SQU) which is

di sposed between a substrate support plate (PPS) and
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(57) Abstract: The invention relates to an ion implanter power supply (ALT) comprising an electric generator (SOU) which is
disposed between a substrate support plate (PPS) and the earth (E) and a capacitor (CDS) in a bypass branch which is also disposed
between the substrate support plate (PPS) and the earth (E). The capacitor (CDS) has a capacitance of less than 5 nF. The invention

also relates to an ion implanter comprising said power supply.
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the substrate support plate (PPS) and the earth (E)
The capacitor (CDS) has a capacitance of |less than 5
nF. The invention also relates to an i
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— avant lexpiration du délai prévu pour la modification des  abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de
revendications, sera republiée si des modifications sont re-  la Gazette du PCT.
cues

En ce qui concerne les codes a deux lettres et autres abrévia-
tions, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et

(57) Abrégé : Linvention concerne une alimentation ALT d’implanteur ionique qui comprend : - un générateur électrique SOU
disposé entre un plateau porte-substrat PPS et la masse E, - un condensateur CDS dans une branche de dérivation également disposée
entre le plateau porte-substrat PPS et 1a masse E. Le condensateur CDS a une capacité inférieure a 5 nF. L'invention vise également
un implanteur ionique incorporant cette alimentation.



